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(54) Verfahren sum nasschemischen Entfemen von Kontaminationen auf 
Halblerterkristalloberfiachen 

(57) AJs Rsinigungsmedium wird nur ncch hochrei* 
nes deionisiertes Wasser vsrwendat, dem hardelsubfl- 
che Metailkomplexbiidner, beispielsweise 
Ethyiendiamirrtetraacetai (EDTA), im ppm-Kbreentrati- 
cnsbereich zugesetzt stnd. Die bisherige BerertsteilKng 
htichstreiner und deshalb aufwendiger Chemikalien- 
Misehungen entfaift 
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Beschreibung 

Die Ensndunc setritft ein Verfanren zurn Sntfemen 
vcn Kor -aminaficnar. aw Haibierteri<ris^lcberfiachen. 

3ei -er Hersteilung von ncctiintegrienen ele*croni- 
schen SchaJtungen mtissen den ainzsinen Tecnnoiogie- 
verfanren (Diffusion, Abscnaidung, Atzen, usw.) 
Reinigungsprozesse vor- bzw. nachgeschaitet werden, 
urn beispielsweise -ualitativ hochwedge Isctaticns- 
senichten zu erhalten. Auf der Cberfiacne des normaler- 
weise aus Silizium bestehenden Suostrats kcnnen sicb 
insoesondere aus verecniedenenQuellen stammende 
Verunreinigungen durcn SchwermetaJie und/ocer Aita- 
fimetalle aniagem. Weiter ist mrtder Anlagerung von Par- 
tikeiverunreinigungen und vcn organischen 
Kontaminationen zu rechnen. 

5s ist bewannt, organische, meialliscne und parfku- 
ifir 9 Komaminaticr.en mrt Mischungen von nochstrernen 
Chemikaiien von Can Halblelterccerffachen abzulcsen. 
Daoei werden die Haibieitsrschefaen antwecer in geeig- 
nete cnemische 3acer eingetaucnt haufig unter Ultra- 
senaJleinwirtajng, caer dla Reinigungsflflssigkeit wird in 
ainem sogenannten Cleaner au: die Schetben gesprOht 
Zum Abtrag von metalliscnen Kontaminationen werden 
bisher Saiz- 'czw.Scrtwefels^ura^^/asserstctfperoxid- 
Mischungen aingesatz:, wahrena zur Errfernung von 
Fartikeln und organiscnen Rest en Ammoniak/Wasser- 
stctfperoxid- ccer ChoiirvVVassei^toffDertsdd-Mischun- 
gen Cblicn sind, Damrt cabei aie Reinigurgswkung 
sicnergestellt ist werden an die Chemikaiier vor ihrem 
5ir.satz hccnsre Rernhaisanfcrcerungen gssteilt die 
ihrerserts nurdurch aufwencige una kcstentrachtige Rei- 
nigungsverfahren gewahrieisiet warden iccnnen. 

Car vor liegenaen Erfinaung liegt c&her -is Aufgabe 
zugrunde, ein Verfanren car singangs angegebenen Art 
zv schaffen, das oei .nincest9ns gieichcieibender Qua- 
litat weniger aufwendlg ais die bekanmen Verfanren ist 

Diesa AuTgsoe wird errindungsgemaG dadurch 
geifist, daG ais naficr.emisches Reirigungsmedium 
hccnreines deionisienes Wasser verweraet wird, dem 
MetallkcrrplexDiicner :m ogm-Kcr.zentraTicnsbereich 
zugesetzt w era an. 

Waiterotldungen aar Erfincung sine 39genstand 
vcn UnteransprOcnen. Vorreile und Einzsiheiten der 
Erfir.cung werden anrard ces tcigenden AusrChnrngs- 
derspiels noch naher eriautsrt 

Das arfindungsgema&e Verfahrsn err:cgiicrTt es, 
da!3 metalliscne Kontaminationen a:s Kbmpiexverbin- 
dungen effeKtiv vcn der Scneibenoberfiache abgeiOst 
weraen. Zur Umersturaung und Erweiterung des Reini- 
cungscrczessas hinsichtlich pariikularer Verunrainigun- 
car, kann eine zusatziiche Ultraschaileirwirkung 
unc/caer der Z jsatz vcn oberflSc^ensparnungsreduzie- 
/eroen Substanzen, oeiscialsweise sind Cbiicha Tenside 
^eeigns:. z^rr. ^eirigungsmed'.-rr verge sen en werden. 
Ezer.sc kann die fieinigungswirkung durcri Temperatur- 
varatior. irr. Bereich l /cn e:wa « C 9 C ccrirrti art weraen. 
Weiterhin <dr,nen durch z.Satrlicr.e Czsnzudosierung 
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srganische Verbmcungen, die curcn Czar, vertrannt 
werden, besaragt weraen. 

Cer amscheicende Vonetl d9r Erfirdung argibtsicn 
caraus, aa2 ais mengenmaEIg relevantas Reintgungs- 

5 -necium nur noch hochreines (ubiich ist 18,2 MChm)dei* 
znisieres Wasser verwencet wire, das shne groflen 
Aufwand hersteilbar ist. Oadeionisiertes Wasser bedeu- 
tend ndhere Reinhartsgrade srreicni ais hechstreine 
ChemiKalien. liegt sogar sine Vercesserjng cer Reini- 

w gungswirkung im Ranmen der Erfincung. Da der Anteil 
cer MetallkorrpiexbiWner - una auch cer der cbertia- 
chenscannungsraduziererden Sucsanzen bzw. der 
des Ozons - rxr im ppm-KDnzentracdonsbereich liegt ist 
ceren Verunreinigungsgraa im wesentiicnen unbaacht- 

is (left, sc aafi normal im HanaeJ emMfictie Sucsranzan 
verwerdet werden Wnnen. 3ei aar Auswahl des bei 
ainerr. pH von arwa 7 wasseriCsiichen Metailkomplex- 
fcildners ist ledigiicn zu fceacnten, dafl dieser eine hinrei- 
cnenc grcSe KornDlaadailfliingsKaoaatat fur MetaJle 

20 wahrand des gesamen Reinigungsorazesass aufweist 
jm beiepieisweisa aine Hyarcxidaustailung auf Halttei- 
teroberfiachen zu vermeiaen. Abgeioste Kompiexa 
und/ccer Obarschussige Komciesmikiner cGrten ferner 
nicht auf Halbiaiterocerfiacfren acsorbieren. Ais geeig- 

25 neter Kcrroiexfciianer hat sich beispielsweise E!hylen- 
diamintetraacstat (EDTA) ^erausgesteilt. cas in einer 
Kcnzemraticn von etwa 0,7 pom in der wasssrigen 
Lisung verwenast wird. MCgflch Ist auch die Verwen- 
dung <cmr3lexbiiaercer F^cspnorsauren. wis sie bei' 

so scieisweise urner der 3ezsicnnung DEQUEST (ais 
Warenzeicher. eir.getragen) im Hanoei erhatttich sind. 
Das zur Enrfemung organtscner Kontaminationen amp- 
fehlenswsne Czcn Kann uber kcnverrticnelle Czongene- 
- ra^ren eingecracrrt weraen. 

35 Cas ertindungsgema3e Verfanren bringt vielfattiga 
Vcrteiie rmt sicr.. Eine arheoiicha Kbsrenreduzierung bei 
gegenCber gangigen Venahren mmaestans gteiebbiei- 
bencer ReingungeguaJitat argibt sicn insoesondere 
zvrcn die offensicnuiche Minimierjng dss Chemikalien- 

40 verbrauchs und durch den Entfail von zentraJen Chemi- 
•<aiienversorgungssystemen. da der KcmplexDiidner 
oem . u cchrainen Wasser einfacn mittals aines Dosimats 
zuecsien weraen kann. 2a auf Sauren, Uugen. etc. ver- 
zicrnet wire, rasuttiert ein aintacner aufgeoautes Reini- 

4S g-jngseguioment una eine Minimierung der 
Chenikalienernsorgunsskcsten. 3ie bisherigen aufwen- 
digen QuaJrtatskDntrcllen bezflglich des Reinheitsgra- 
des cer Chemikaiien entfailar. Fsmer argibt sich ein 
erieiciTtertes Recycling des bisher zum NacnspGlen 

so nach =em eigentlichen Rei"rigungsprczef3 eingesetren 
ceicnisienen Wassers. Das effincungsgemaf3e Varfah- 
ren ist auch unwelVerragiicr.er ais das bisher verwen- 
cet e. 

£* Patentansprucne 

1 . Verfahren z'jrr Enrsmen vor Kontaminationen aui 
KslbiartericiKallcberfiSchea 
dadurch gekennzetchnet, 
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daG aJs nafcehemisches Reirtgingsmeflium hoch- 
reines deionisiortes Wasser verwendet wird, dem 
Metailkompiexnildner im ppm-Kbnzernrationsbe* 
reich zugesetzt werden. 

s 

2. Verfahren nach Anapruch 1 , 
dadurch gokennzoichnet, 

dafl die Reinigung unter zucatzffcher Ultraschalleln- 
wiriaing erfolgt 

10 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch getannzeichnet, 

daS dem Reinigungsmediurn zusdtztich oberfia- 
chenspannungsreduzierande Substanzen zuge- 
setet warden. 75 

4. Verfahren nach einem der AnspfQche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnst 

daft die Reinigung untar zusatzlicher Ozonzudosie- 
rung erfolgt 20 

5. Verfahren nach einem dsr Ansprflche 1 bts 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

da 6 ais Metalltornplexbildner Eihylendtamintetraa- . 
cstat (EDTA) verwendet wird. & 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzaichnet, 

dafi der MetaJlkcrnpiexbiidner in einer Kbnzentration 
von etwa 0,7 ppm in der wassrigen Usung vervven- 30 
del wird. 
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